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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Sateilyturvakeskuksesta ja eraiksi siihen
liittyviksi laeiksi seka mainittuun esitykseen liittyvat asetukset
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Sateilylaki
Lausunto luonnoksesta

Lain perustelumuistion lakimuutoksen taloudellisia vaikutuksia koskevassa kappaleessa todetaan
sateilyn kdyton veroluontoisten maksujen korotuksiin esitettdavan “maltillisia korotuksia” yleisen
kustannustason nousun johdosta ja valvontakustannusten kattamiseksi. Perustelumuistiossa
puhutaan yleisestd 11,5% korotuksesta ja toisaalta yli- ja alijgdgmaisten maksuluokkien hintojen
alennuksista ja korotuksista tasaamisen takia.

Jos katsotaan hintojen korotuksen vaikutuksia Helsingin yliopiston Kemian ja Fysiikan osastojen
vuosittaisiin veroluonteisiin sateilynkayttémaksuihin, korotukset ovat 28% ja 26%. Suurin vaikutus
hintoihin on toimintokohtaisilla maksuilla, jotka nousivat molemmissa luvissa yli 50%.

Hintojen nousua perustellaan valvonnan kulujen kattamisella. Kuitenkin uuden sateilylain mukana
STUK on sateilyn kayttdjan nakdkulmasta pyrkinyt vahentamaan omaa valvontatyotaan
riskiperusteisella valvonnalla ja ulkoistamalla neuvonta- ja ohjeistustyén
sateilyturvallisuusasiantuntijoille. Lisdksi uuden lain myota valvonnan maksut olivat jo kasvaneet
vanhan lain mukaisista vuosikuluista yli kaksinkertaisiksi. Nainmuodoin ndin suuria korotuksia
nykyhintoihin on vaikea ymmartaa ja esitdamme, ettd tdma kohta esitysta kaytaisiin lapi uudestaan ja
kohtuullistettaisiin korotuksia.
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Sosiaali- ja terveysministerion asetus ionisoivasta sateilysta annetun sosiaali- ja
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